





















長するため､基礎 ･応用の両面か ら注 目されている｡
本研究では主にCo-Si系をとりあげ,塞温界面合金化､およ







法 (PES)である｡美唄結束か らは､コバル ト堆積の初期の段階
か ら塞温でCoSi2が生成し,その後Co堆横豊の増加とともにそ







析を非破壊的に行 えることが明 らかにされた｡さらに､試作 した装
置を用いて､CoSi2結晶中から放出されたSi-L2.3放出スペ
ク トル (軟Ⅹ線)を測定 した｡そのスペク トルを解析することによ
り､適移金属シリサイ ドの化学結合において､これまでの研究では
確捜されていなかったシリコン3S電子の関与を示唆する結束を得
ることが出来た｡
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